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(54) 액정 기판 및 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는액정 기판 제조방법

요약

  본 발명은 액정 기판 및 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는 액정 기판 제조방법에 관한 것으로, 액정기판의 제조

공정중 러빙공정 진행시 발생하는 이물질을 각각의 화소셀의 화면부 외곽에 러빙방향과 수직한 방향으로 오목 또는 볼록

한 패턴부를 형성하고, 발생된 이물질이 패턴부에 걸려지도록 하여 이물질에 의한 불량을 감소시킬 수 있는 액정 기판 및

러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는 액정 기판 제조방법에 관한 것이다.

  따라서, 본 발명에 의하면, 액정 제조공정중 하나인 러빙공정에서 발생하는 이물질을 효과적으로 제어하여 액정기판의

불량률을 낮추는 현저한 효과가 있다.

대표도

도 2

색인어

이물질 제거 패턴

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1 은 러빙공정시 발생한 이물질을 제거하는 종래의 러빙장치의 사시도이다.

  도 2 는 본 발명에 따른 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하도록 패턴부가 형성된 기판의 평면도이다.

  도 3 은 본 발명에 따른 이물질을 제거하도록 볼록한 패턴부가 형성된 기판의 제 1 실시예의 단면도이다.

  도 4 는 본 발명에 따른 이물질을 제거하도록 오목한 패턴부가 형성된 기판의 제 2 실시예의 단면도이다.
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  ** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 **

  10: 기판 30: 이물질 제거 패턴

  50: 화면형성부분

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 액정 기판 및 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는 액정 기판 제조방법에 관한 것으로, 더욱 자세히 설명

하면, 액정기판의 제조공정 중 러빙공정 진행시 발생하는 이물질을 각각의 화소 셀의 화면부 외곽에 러빙방향과 수직한 방

향으로 오목 또는 볼록한 패턴부를 형성하고, 발생된 이물질이 패턴부에 걸려지도록 하여 이물질에 의한 불량을 감소시킬

수 있는 액정 기판 및 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는 액정 기판 제조방법에 관한 것이다.

  종래 액정기판의 제조 방법을 설명하기로 한다. 우선 하부 기판에 대해 설명하면, 투명한 석영기판 또는 유리 기판 상에

하부 BM(Black Matrix), 스위칭 소자와 캐패시터를 적층한 후, 그 상부에 절연막을 증착하고 ITO (indium tin oxide) 로

된 투명전극을 패턴 형성한다. 그 상부에 액정을 배열시키기 위한 배향막 처리를 한다. 이때 투명전극과 배향막 사이에 투

명전극을 보호하기 위한 보호막을 추가할 수도 있다. 다음으로 상부기판은 투명 기판 상에 하부기판에 형성된 화소 전극과

대향되는 투명전극이 형성되며, 그 상부에 배향막이 형성된다. 배향막이 처리가 완료된 상부기판 및 하부기판은 상기 배향

막에 방향성을 주기 위하여 원통형의 코아에 천이 감겨있는 러빙롤을 사용하여 러빙을 실시한다. 이때 다량의 먼지가 발생

되며, 이 먼지들이 액정기판에 부착되는 것을 방지하기 위하여 러빙공정중 또는 러빙공정 후에 이온 발생기를 사용하여 이

온화된 공기를 가하여 먼저를 털어낸다.

  상기와 같은 종래의 액정기판의 제조방법은 러빙장치의 내부와, 러빙스테이지, 러빙 롤의 부근에 각각 이온화된 공기를

불어주는 이온발생장치 및 공기를 불어주는 제전바를 설치하여 액정기판의 정전기에 의한 파손을 방지하고 이물질을 제거

하였다.

  도 1 은 러빙공정시 발생한 이물질을 제거하는 종래의 러빙장치의 사시도이다.

  도 1 의 종래기술은 대한민국 특허출원 1995-67064호에 개시된 발명으로, 이를 참조하면, 러빙 작업시 기판의 표면에

이물질이 부착되는 것을 방지하도록 구성된 러빙장치로서, 그 주요구성은, 러빙작업 테이블 (1) 의 상면에 기판을 고정하

기 위해 설치된 고정구 (5) 와, 고정구(5) 의 내측으로 기판 (4) 의 크기 보다 작은 크기의 면적으로 테이블 (1) 의 중앙부에

개방되게 형성되고 이를 통해 송풍이 가능토록 구성한 개구 (미도시) 와, 고정구 (5) 에 고정되는 기판 (4) 의 외주쪽으로

형성시켜 송풍 및 흡입이 이루어지도록 구성된 제 1 및 제 2 통공 (2, 3) 들이 설치되어 있다. 러빙공정에서 발생하는 이물

질을 제거하기 위한 작업방법은, 기판 (4) 을 고정구 (5) 에 위치시키는 단계, 기판 (4) 의 하부에서 송풍에 의해 기판 (4)

을 고정시키는 단계, 러빙롤러 (6) 및 러빙포 (61) 에 의한 러빙작업시 기판 (4) 의 외주에 형성시킨 다수개의 제 1 및 제 2

통공(2, 3) 들에 의한 송풍 및 흡입에 의해 기판 (4) 의 표면상에 발생한 이물질을 제거하는 단계로 이루어진다.

  이와 같이, 종래의 방법에 의하면, 러빙공정시에 발생되는 이물질과 마찰에 의해 동반되는 정전기는 습도를 증가시키거

나 이온발생기의 설치 등을 통하여 효과적으로 제어한 경우에도 이물질에 의한 기판의 오염을 완벽하게 제거할 수 없는 문

제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명은 상기한 러빙공정시에 발생하는 이물질로 인하여 액정기판에 불량이 발생하여 수율이 감소하는 문제점을 해결

하기 위하여 안출된 것으로, 이물질을 제거할 수 있도록 오목 또는 볼록의 형태로 패턴이 형성된 액정 기판을 제공하는 것

을 목적으로 한다.

  본 발명의 또 다른 목적은 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는 액정 기판 제조방법을 제공하는 것이다.
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  상기의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정 기판은,

  각 셀의 화소를 구성하는 복수 개 화면형성부분과 화소를 구성하지 않는 비화면형성부분을 구비하는 기판;

  상기 기판의 비화면형성부분에 패터닝되어 형성된 복수 개 패턴; 및

  상기 기판상에 도포되는 배향막을 구비하고, 상기 패턴의 형성 방향은 상기 배향막의 러빙 방향과 평행하지 않게 형성되

고,

  상기 패턴들은 기판의 비화면형성부분에 볼록 또는 오목하게 형성되고,

  바람직하게 상기 패턴들은 러빙되는 방향과 수직한 방향으로 형성되고,

  바람직하게, 상기 볼록 또는 오목하게 형성된 패턴의 높이 또는 깊이는 상기 기판으로부터 적어도 50nm 이상이다.

  상기의 또 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는 액정 기판 제조방법

은

  투명한 기판상에 다수의 화면형성부분들을 형성하고, 액정을 배열시키기 위한 배향막을 순차적으로 도포하고, 상기 배향

막에 방향성을 주기 위하여 러빙을 하여 액정 기판을 제조하는 방법에 있어서,

  러빙되는 방향과 평행하지 않은 방향으로, 상기 기판상에 형성된 화면형성부분들의 외곽의 화소를 구성하지 않는 비화면

형성부분에 패턴을 형성하는 단계;

  상기 패턴이 형성된 기판에 배향막이 도포되는 단계;

  상기 배향막이 도포된 기판을 상기 패턴이 형성된 방향과 평행하지 않은 방향으로 러빙하는 단계를 포함하는 것을 특징

으로 한다.

  본 발명의 바람직한 실시예, 장점 및 특징 등은 첨부한 도면을 참조하여 아래에서 상세히 설명된다.

발명의 구성 및 작용

  도 2 는 본 발명에 따른 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하도록 패턴부가 형성된 액정기판의 평면도이다. 도 2에서

화살표 B는 러빙 방향을 나타낸다.

  도 2 를 참조하면, 반도체 공정이 완료된 기판 (10) 상에 화면형성부분 (50) 들이 각각의 셀단위로 바둑판 형상으로 정렬

되어 형성되어 있다. 그리고, 바둑판 형상으로 정렬되어 있는 화면형성부분 (50) 들의 외곽의 화소를 구성하지 않는 비화

면형성부분에 러빙방향과 직각이 되도록 이물질을 제거하기 위한 패턴 (30) 들이 형성되어 있다.

  하부기판에서 화면형성부분 (50) 은 화소전극이 형성된 영역을 의미하며, 비화면형성부분은 화소전극이 형성된 영역을

제외한 나머지 영역을 의미한다. 상부기판에서 화면형성부분 (50) 은 하부기판의 화소전극이 형성된 영역과 광학적으로

대향되는 부분을 의미하며, 비화면형성부분은 화면형성부분 (50) 을 제외한 나머지 영역을 의미한다. 도 2가 하부기판의

평면도를 도시한 것이라면, 빗금친 부분 (50) 은 화면형성부분 (50) 으로 정의되고, 나머지 부분은 비화면형성부분으로 정

의된다.

  따라서 본 발명에서 기판 (10) 이란, TFT 공정에 의해 각각의 셀단위의 박막트랜지스터, 화소전극 등이 적층 형성된 하

판과 이에 대향하는 대향전극이 형성된 상판으로서 배향막을 도포 공정을 진행하기 전의 상태에 있는 기판을 의미한다.

  본 발명에서는 이물질을 제거하기 위한 패턴 (30) 들이 기판 (10) 상에 러빙방향과 수직한 방향을 형성되는 것에 국한되

지 아니하고, 러빙되는 방향과 평행하지 않은 방향으로 형성되는 모든 구성을 포함한다.
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  화면형성부분 (50) 들이 각각의 셀단위로 형성된 기판 (10) 상에 이물질을 제거하기 위한 패턴 (30) 들이 각각의 셀단위

의 화면형성부분 (50) 들의 외곽의 화소를 구성하지 않는 비화면형성부분에 러빙되어지는 방향과 평행하지 않은 방향으로

형성된 후, 배향막에 일정한 방향성을 주기 위하여 러빙을 하면 정전기과 이물질이 발생한다. 본 발명에서는 이 먼지 등의

이물질들이 상하부의 액정기판 (50) 에 부착되는 것을 방지하기 위하여 러빙공정중 또는 러빙공정후에 이온 발생기를 사

용하여 이온화된 공기를 가하여 먼지를 털어냄과 동시에, 발생한 이물질들이 패턴 (30) 들에 걸러지게 하여 액정기판 (50)

의 불량률을 감소시키게 된다.

  이물질을 제거하기 위한 패턴 (30) 들은 셀단위로 형성된 색상이 방사되는 화면형성부분 (50) 의 외곽의 화소를 구성하지

않는 비화면형성부분에 형성되므로, 패턴 (30) 들 사이에 이물질이 걸려 있어도 액정기판을 통한 화상의 품질에는 전혀 영

향을 미치지 않는다.

  본 발명에서 이물질을 제거하기 위한 패턴 (30) 들은 볼록하거나 오목한 모양으로 형성된다.

  도 3 은 본 발명에 따른 이물질을 제거하도록 볼록한 패턴부가 형성된 기판의 제 1 실시예의 단면도이다.

  도 3 은 도 2 에서 A-A' 부분의 단면으로, 도 3 을 참조하면, 기판 (10) 상에 각각의 화면형성부분 (50) 들이 설치되고 화

면형성부분 (50) 들 사이의 비화면형성부분에 볼록하게 패턴닝된 이물질 제거 패턴 (30a) 들이 형성되어 있다. 볼록한 모

양의 이물질 제거패턴 (30a) 을 형성하기 위한 방법으로는 포토레지스트와 마스크 등을 이용하여 식각 또는 증착공정 등의

일반적인 반도체 패턴 형성공정에 의하여 이물질 제거패턴 (30a) 을 볼록하게 형성할 수 있다.

  본 발명에 따른 볼록한 모양의 이물질 제거패턴 (30a) 의 높이는 기판 (50) 면으로부터 적어도 50nm 이상으로 하는 것이

바람직하다.

  도 4 는 본 발명에 따른 이물질을 제거하도록 오목한 패턴부가 형성된 기판의 제 2 실시예의 단면도이다.

  도 4 는 도 3 과 같이 도 2 에서 A-A' 부분의 단면으로, 도 4를 참조하면, 기판 (10) 상에 각각의 화면형성부분 (50) 들이

설치되고 화면형성부분 (50) 들 사이의 비화면형성부분에 오목하게 패턴닝된 이물질 제거 패턴 (30b) 들이 형성되어 있다.

오목한 모양의 이물질 제거패턴 (30b) 을 형성하기 위한 방법으로는 포토레지스트와 마스크 등을 이용하여 식각 또는 증

착공정 등의 일반적인 반도체 제조공정에 의하여 이물질 제거패턴 (30b) 이 형성되어야 하는 부분을 오목하게 식각하여

형성할 수 있다.

  본 발명에 따른 오목한 모양의 이물질 제거패턴 (30b) 의 깊이는 기판 (50) 면으로부터 적어도 50nm 이상으로 하는 것이

바람직하다.

발명의 효과

  본 발명에 따른 러빙공정에서 발생하는 이물질을 제거하는 액정 기판 제조방법에 의하면, 액정 제조공정중 하나인 러빙

공정에서 발생하는 이물질을 효과적으로 제어하여 액정기판의 불량률을 낮추는 현저한 효과가 있다.

  별도의 러빙장치를 구비하여 러빙공정시 발생하는 먼지 등의 이물질을 제거하는 것은 한계성이 있어서, 100% 완벽하게

먼지 등의 이물질을 제거할 수가 없다. 따라서 상기 방법보다는 기판상에 화소 등의 화면 형성부분가 차지하는 부분의 외

곽의 화소를 구성하지 않는 비화면형성부분의 여유 공간에 이물질을 제거하기 위한 패턴을 패터닝하여 설치하고, 이물질

이 이물질 제거 패턴에 걸려지게 함으로써 러빙장치만을 통한 이물질 제거의 한계를 극복할 수 있다.

  그리고, 이물질 제거를 위한 패턴은 화면 형성부분인 각각의 화소의 외곽의 화소를 구성하지 않는 비화면형성부분에 설

치되어 액정화면의 성능에는 전혀 영향을 미치지 않는다.

  본 발명의 바람직한 실시례가 특정 용어들을 사용하여 기술되어 왔지만, 그러한 기술은 오로지 설명을 하기 위한 것이며,

다음의 청구범위의 기술적 사상 및 범위로부터 이탈되지 않고서 여러 가지 변경 및 변화가 가해질 수 있는 것으로 이해 되

어져야 한다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

  각 셀의 화소를 구성하는 복수 개 화면형성부분과 화소를 구성하지 않는 비화면형성부분을 구비하는 기판;

  상기 기판의 비화면형성부분에 패터닝되어 형성된 복수 개 패턴; 및

  상기 기판상에 도포되는 배향막을 구비하고, 상기 패턴의 형성 방향은 상기 배향막의 러빙 방향과 평행하지 않은 것을 특

징으로 하는 액정 기판.

청구항 2.

  제 1 항에 있어서,

  상기 패턴들은 러빙되는 방향과 수직한 방향으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 기판.

청구항 3.

  제 1 항에 있어서,

  상기 패턴들은 볼록하게 형성된 것을 특징으로 하는 액정 기판.

청구항 4.

  제 3 항에 있어서,

  상기 볼록하게 형성된 패턴의 높이는 상기 기판으로부터 적어도 50nm 이상인 것을 특징으로 하는 액정 기판.

청구항 5.

  제 1 항에 있어서,

  상기 패턴들은 오목하게 형성된 것을 특징으로 하는 액정 기판.

청구항 6.

  제 5 항에 있어서,

  상기 오목하게 형성된 패턴의 깊이는 상기 기판으로부터 적어도 50nm 이상인 것을 특징으로 하는 액정 기판.

청구항 7.

  제 1 항에 있어서,

  상기 기판은 하부기판이며, 상기 화면형성부분은 화소전극이 차지하는 영역인 것을 특징으로 하는 액정 기판.
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청구항 8.

  투명한 기판상에 화면형성부분들을 형성하고, 액정을 배열시키기 위한 배향막을 순차적으로 도포하고, 상기 배향막에 방

향성을 주기 위하여 러빙을 하여 액정 기판을 제조하는 방법에 있어서,

  러빙되는 방향과 평행하지 않은 방향으로, 상기 기판상의 화소를 구성하지 않는 비화면형성부분에 패턴을 형성하는 단

계;

  상기 패턴이 형성된 기판에 배향막을 도포하는 단계;

  상기 배향막이 도포된 기판을 상기 패턴이 형성된 방향과 평행하지 않은 방향으로 러빙하는 단계를 포함하는 것을 특징

으로 하는 액정 기판의 제조방법.

청구항 9.

  제 8 항에 있어서,

  상기 패턴들은 러빙되는 방향과 수직한 방향으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 기판의 제조방법.

청구항 10.

  제 8 항에 있어서,

  상기 패턴들은 볼록하게 형성된 것을 특징으로 하는 액정 기판의 제조방법.

청구항 11.

  제 10 항에 있어서,

  상기 볼록하게 형성된 패턴의 높이는 상기 기판으로부터 적어도 50nm 이상인 것을 특징으로 하는 액정 기판의 제조방법.

청구항 12.

  제 8 항에 있어서,

  상기 패턴들은 오목하게 형성된 것을 특징으로 하는 액정 기판의 제조방법.

청구항 13.

  제 12 항에 있어서,

  상기 오목하게 형성된 패턴의 깊이는 상기 기판으로부터 적어도 50nm 이상인 것을 특징으로 하는 액정 기판의 제조방법.
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液晶基板和液晶基板的制造方法技术领域本发明涉及液晶基板和制造液
晶基板的方法，该液晶基板用于去除在摩擦过程中产生的异物。在液晶
基板的制造过程中，更具体地说，涉及一种制造液晶基板的方法，该方
法能够通过在一个方向上形成凹凸图案部分并使所产生的异物被图案部
分捕获并去除在摩擦过程中产生的异物来减少由异物引起的缺陷。 因
此，根据本发明，有效地控制在作为液晶制造工艺之一的摩擦处理中产
生的异物，以降低液晶基板的不良率，具有显着的效果。 2 指数方面 异
物去除模式
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